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(57)【要約】
【課題】封止部材を固着する密着タイプの封止方法を用いた有機ＥＬパネルを、屈曲させ
た状態で、高湿環境下に保存しても有機ＥＬ素子の性能劣化を生じず、安定した寿命を保
つ有機ＥＬパネルを提供することにある。
【解決手段】基板上に一対の電極と、その間に発光層を含む少なくとも１層の有機化合物
層を有する有機ＥＬ素子を、封止部材により覆ってなる有機ＥＬパネルにおいて、該有機
ＥＬ素子と該封止部材の間に、該有機ＥＬ素子の面方向に組成の異なる２種以上の構成物
を配置した層を有することを特徴とする有機ＥＬパネル。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に一対の電極と、その間に発光層を含む少なくとも１層の有機化合物層を有する
有機ＥＬ素子を、封止部材により覆ってなる有機ＥＬパネルにおいて、該有機ＥＬ素子と
該封止部材の間に、該有機ＥＬ素子の面方向に組成の異なる２種以上の構成物を配置した
層を有することを特徴とする有機ＥＬパネル。
【請求項２】
　前記構成物の一つが、前記有機ＥＬ素子の面方向に不連続に配置されることを特徴とす
る請求項１に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項３】
　前記構成物の一つが、前記有機ＥＬ素子の面に垂直方向から見て不連続の多角形様構造
群であることを特徴とする請求項１または２に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項４】
　前記多角形様構造群が六角形または三角形であることを特徴とする請求項３に記載の有
機ＥＬパネル。
【請求項５】
　前記構成物の一つが、接着材であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記
載の有機ＥＬパネル。
【請求項６】
　前記構成物の一つが、デシカントであることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項
に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項７】
　前記構成物が、インクジェット方式を用いて形成されたものであることを特徴とする請
求項１～６のいずれか１項に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項８】
　前記構成物が、グラビア印刷方式を用いて形成されたものであることを特徴とする請求
項１～６のいずれか１項に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項９】
　前記基板が透明樹脂材料からなることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載
の有機ＥＬパネル。
【請求項１０】
　前記基板と前記有機化合物層との間に、金属酸化物層を有することを特徴とする請求項
１～９のいずれか１項に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項１１】
　前記金属酸化物層が、前記基板上に大気圧プラズマＣＶＤ法により形成されたものであ
ることを特徴とする請求項１０に記載の有機ＥＬパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屈曲させた状態で、高湿環境下に保存しても安定して長寿命が得られる有機
ＥＬパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機物質を使用した有機ＥＬ素子は、固体発光型の安価な大面積フルカラー表示
素子や書き込み光源アレイとしての用途が有望視されており、活発な研究開発が進められ
ている。有機ＥＬ素子は、基板上に形成された第１電極（陽極または陰極）と、その上に
積層された有機発光物質を含有する有機化合物層（単層部または多層部）すなわち発光層
と、この発光層上に積層された第２電極（陰極または陽極）とを有する薄膜型の素子であ
る。このような有機ＥＬ素子に電圧を印加すると、有機化合物層に陰極から電子が注入さ
れ、陽極から正孔が注入される。この電子と正孔が発光層において再結合し、エネルギー
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準位が伝導帯から価電子帯に戻る際にエネルギーを光として放出することにより発光が得
られることが知られている。
【０００３】
　このように、有機ＥＬ素子は薄膜型の素子であるため、１個または複数個の有機ＥＬ素
子を基板上に形成した有機ＥＬパネルをバックライト等の面光源として利用した場合には
、面光源を備えた装置を容易に薄型にすることができる。また、画素としての有機ＥＬ素
子を基板上に所定個数形成した有機ＥＬパネルを、ディスプレイパネルとして用いて表示
装置を構成した場合には、視認性が高い、視野角依存性がない等、液晶表示装置では得ら
れない利点がある。
【０００４】
　ところで、有機ＥＬ素子に用いられる有機発光材料等の有機物は水分や酸素等に弱く性
能が劣化し、また電極も、酸化により大気中では特性が急激に劣化すため、これらの劣化
を防止するために最上層に封止層を設けて使用しているのが一般的である。
【０００５】
　有機ＥＬ素子の封止方法としてはこれまでに多くの検討がされてきており、ケーシング
タイプの封止方法と、密着タイプの封止方法との２つの方法に大別される。
【０００６】
　ケーシングタイプの封止方法とは、有機ＥＬ素子をケース内に入れて外界と遮断し、前
記のケース内に有機ＥＬ素子と共に所定の封止用の気体または流体を充填しておくことに
より封止する方法である。密着タイプの封止方法とは、基板上に形成されている有機ＥＬ
素子の背面（基板側から見て素子の後ろ）にガラス板等の封止材を接着剤で面接着するこ
とにより封止する方法である。
【０００７】
　ケーシングタイプの封止方法の場合は、薄型とすることができない、ケース内に封止用
の気体または流体を充填するための工程を必要とする、大量生産には不向き等の課題があ
るため、薄型対応が可能、大量生産が比較的容易、高い封止効果を容易に得ることが可能
であることから、密着タイプの封止方法が主流となり検討が進められている。
【０００８】
　密着タイプの封止方法としては、例えば特開平４－２１２２８４号公報、特開平５－１
８２７５９号公報等に記載のように、ＧｅＯ、ＳｉＯ２等の無機化合物からなる保護膜の
上に、接着剤、光硬化性樹脂等を介してガラス基板を固着する方法が知られている。特開
２００１－３０７８７１号公報には、バリア層とＪＩＳ　Ｋ　７２１０規定のメルトフロ
ーレートが５ｇ／１０ｍｉｎ以上、２０ｇ／１０ｍｉｎ以下の熱可塑性接着性樹脂からな
るシーラント層を含む封止フィルムで密着封止した有機ＥＬ素子が知られている。
【０００９】
　しかし、これらの方法で封止を行っても、有機ＥＬ素子を屈曲させた状態で高湿環境に
晒して保存した場合に、素子寿命が短くなり、安定した素子の寿命が得られない。これら
について理由は定かではないが、接着剤、光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂等で封止した有機
ＥＬパネルが屈曲状態に置かれることで、特に素子－封止材間や接着剤の界面等に応力が
集中してそれぞれの密着性が悪くなる等した結果、封止材のサイドエッジ部分等から素子
内部を移動する水分の遮断が不十分な状態となっているため、素子の劣化が起きている等
の理由が考えられる。
【００１０】
　これまで素子－封止材界面等の密着性を改善するためには、接着剤、光硬化性樹脂を使
用した密着タイプの封止方法で、硬化する際の残留応力等の緩和対策が検討されてきた。
例えば、有機ＥＬ素子と接着剤の間に流体の応力緩和層を設け、封止材を接着剤で固着す
る方法（例えば、特許文献１参照）が知られている。また有機ＥＬ素子上に接着剤層とし
て、有機ＥＬ素子側の接着剤の収縮率を、封止材側の接着剤の収縮率よりも小さい接着剤
を使用し、２層とすることで接着剤の硬化収縮による応力の影響を発光素子が受けないよ
うにして封止材を接着剤で固着する方法（例えば、特許文献２参照）や、有機ＥＬ素子の
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電極上に気相堆積装置により応力緩和層を接着剤の接着力順に並べて設けるという方法（
例えば、特許文献３参照）が知られている。
【００１１】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法では応力緩和の効果では優れた性能を示すが、
密着性及び素子内の水分移動に関しては効果が不十分と見られ、安定した素子寿命を得る
ことができなかった。また特許文献２、特許文献３に記載の密着タイプの封止方法につい
ても、大量生産は比較的容易にはなるものの、素子の長寿命化という意味では十分な効果
は得られなかった。
【００１２】
　このような状況から、接着剤を介して封止材を固着する密着タイプの封止方法を用いた
有機ＥＬパネルを、屈曲させた状態で、高湿環境下で保存しても、有機ＥＬ素子の性能劣
化を生じず、安定した寿命を保つ有機ＥＬパネルの開発が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平８－１２４６７７号公報
【特許文献２】特開２００３－１０９７５０号公報
【特許文献３】特開２００７－２００６９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、その目的は、封止部材を固着する密着
タイプの封止方法を用いた有機ＥＬパネルを、屈曲させた状態で、高湿環境下に保存して
も有機ＥＬ素子の性能劣化を生じず、安定した寿命を保つ有機ＥＬパネルを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の上記課題は、以下の構成により達成される。
【００１６】
　１．基板上に一対の電極と、その間に発光層を含む少なくとも１層の有機化合物層を有
する有機ＥＬ素子を、封止部材により覆ってなる有機ＥＬパネルにおいて、該有機ＥＬ素
子と該封止部材の間に、該有機ＥＬ素子の面方向に組成の異なる２種以上の構成物を配置
した層を有することを特徴とする有機ＥＬパネル。
【００１７】
　２．前記構成物の一つが、前記有機ＥＬ素子の面方向に不連続に配置されることを特徴
とする前記１に記載の有機ＥＬパネル。
【００１８】
　３．前記構成物の一つが、前記有機ＥＬ素子の面に垂直方向から見て不連続の多角形様
構造群であることを特徴とする前記１または２に記載の有機ＥＬパネル。
【００１９】
　４．前記多角形様構造群が六角形または三角形であることを特徴とする前記３に記載の
有機ＥＬパネル。
【００２０】
　５．前記構成物の一つが、接着材であることを特徴とする前記１～４のいずれか１項に
記載の有機ＥＬパネル。
【００２１】
　６．前記構成物の一つが、デシカントであることを特徴とする前記１～４のいずれか１
項に記載の有機ＥＬパネル。
【００２２】
　７．前記構成物が、インクジェット方式を用いて形成されたものであることを特徴とす
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る前記１～６のいずれか１項に記載の有機ＥＬパネル。
【００２３】
　８．前記構成物が、グラビア印刷方式を用いて形成されたものであることを特徴とする
前記１～６のいずれか１項に記載の有機ＥＬパネル。
【００２４】
　９．前記基板が透明樹脂材料からなることを特徴とする前記１～８のいずれか１項に記
載の有機ＥＬパネル。
【００２５】
　１０．前記基板と前記有機化合物層との間に、金属酸化物層を有することを特徴とする
前記１～９のいずれか１項に記載の有機ＥＬパネル。
【００２６】
　１１．前記金属酸化物層が、前記基板上に大気圧プラズマＣＶＤ法により形成されたも
のであることを特徴とする前記１０に記載の有機ＥＬパネル。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明により、封止部材を固着する密着タイプの封止方法で封止した有機ＥＬパネルを
、屈曲させた状態で高湿環境下に保存しても有機ＥＬ素子の性能劣化を生じず、安定した
寿命を保つ有機ＥＬパネルを提供することができた。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】従来の有機ＥＬパネルの層構成の一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明の有機ＥＬパネルの層構成の一例を示す概略断面図である。
【図３】本発明に係る組成の異なる２種の構成物の配置（六角形）を示す縦及び横概略断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明者は、上記課題に鑑み鋭意検討を行った結果、基板上に一対の電極と、その間に
発光層を含む少なくとも１層の有機化合物層を有する有機ＥＬ素子を、封止部材により覆
ってなる有機ＥＬパネルにおいて、該有機ＥＬ素子と該封止部材の間に、該有機ＥＬ素子
の面方向に組成の異なる２種以上の構成物を配置した層を有する有機ＥＬパネルにより、
屈曲させた状態で高湿環境下に保存しても有機ＥＬ素子の性能劣化を生じず、安定した寿
命を保つ有機ＥＬパネルを得ることができることを見出し、本発明に至った次第である。
【００３０】
　このような効果が発現されるのは、有機ＥＬ素子と封止部材の間に、有機ＥＬ素子の面
方向に組成の異なる２種以上の構成物を配置することで、（１）異なる構成物間に界面が
形成され、サイドエッジ部分等から有機ＥＬ素子内部を面方向に移動する水分が遮断され
ること、（２）有機ＥＬパネルを屈曲させた場合に、有機ＥＬ素子－封止部材間にかかる
応力が緩和、分散され、有機ＥＬ素子と封止部材の密着性が保持されるためと考えている
。
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態を説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００３２】
　図１は従来の有機ＥＬパネルの層構成の一例を示す概略断面図である。有機ＥＬパネル
１０は、基板１上に、第１電極２、正孔輸送層３（正孔注入層）、発光層４、電子注入層
５を有する有機化合物層と、第２電極６、ガスバリア層７、接着剤層８、封止部材９をこ
の順に有している。封止部材９は接着剤層８を介して第２電極６上及び第２電極６の周面
に貼合されている。本図に示される有機ＥＬパネル１０は、第１電極外部取り出し端部（
図示せず）と、第２電極外部取り出し端部（図示せず）を除いて、接着剤層８を介して封
止部材９で密着封止した構造となっている。
【００３３】
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　図２は本発明の有機ＥＬパネルの構成の一例を示す概略断面図である。図１との違いは
、図１の接着剤層８相当部分（ガスバリア層７と封止部材９の間）に有機ＥＬ素子の面方
向に組成の異なる２種の構成物８－１及び８－２よりなる層が設けられていることである
。
【００３４】
　《組成の異なる２種以上の構成物》
　本発明は、有機ＥＬ素子と封止部材の間に、該有機ＥＬ素子の面方向に組成の異なる２
種以上の構成物を配置した層を有することが特徴である。
【００３５】
　（種類）
　構成物の種類は特に限定されないが、例えば層の密着性向上の観点から、隣接する封止
部材や基板との密着性を鑑み、相性を考慮した種類の異なる接着剤を選択することができ
る。また、有機ＥＬパネルを屈曲させた際の応力緩和の観点から、弾性の異なる素材を用
いることができる。
【００３６】
　接着剤としては、溶融タイプ、シート状タイプ等の種類から選択でき、硬化処理装置は
接着剤の種類に応じて対応することが可能である。
【００３７】
　接着剤が溶融タイプの場合、アクリル酸系オリゴマー、メタクリル酸系オリゴマーの反
応性ビニル基を有する光硬化及び熱硬化型シール剤、２－シアノアクリル酸エステル等の
湿気硬化型等のシール剤、エポキシ系等の熱及び化学硬化型（二液混合）等のシール剤、
カチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ樹脂シール剤等が挙げられる。これらの中で
、カチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ樹脂シール剤が、生産効率、膜厚安定性を
考慮し、インクジェット塗設あるいはスクリーン印刷塗設することが好ましい。
【００３８】
　シート状タイプの場合、シート状のシール剤と、熱可塑性樹脂とが挙げられる。シート
状のシール剤としては、常温（２５℃程度）では非流動性を示し、かつ、加熱すると５０
～１００℃の範囲で流動性を発現し、シート状に成形されたシール剤を言う。使用するシ
ール剤としては、例えば分子の末端または側鎖にエチレン性二重結合を有する化合物と、
光重合開始剤とを主成分とする光硬化性樹脂が挙げられる。熱可塑性樹脂としては、ＪＩ
Ｓ　Ｋ　７２１０規定のメルトフローレートが５～２０ｇ／１０ｍｉｎである熱可塑性樹
脂が好ましく、さらに好ましくは、６～１５ｇ／１０ｍｉｎ以下の熱可塑性樹脂を用いる
ことが好ましい。熱可塑性樹脂は、上記数値を満たすものであれば特に限定されるもので
はないが、例えば機能性包装材料の新展開株式会社東レリサーチセンター記載の高分子フ
ィルムである低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、ＨＤＰＥ、線状低密度ポリエチレン（Ｌ
ＬＤＰＥ）、中密度ポリエチレン、未延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）、ＯＰＰ、ＯＮｙ、
ＰＥＴ、セロハン、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、延伸ビニロン（ＯＶ）、エチレン
－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＯＨ）、エチレン－プロピレン共重合体、エチレン－アクリ
ル酸共重合体、エチレン－メタクリル酸共重合体、塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）等の使用
が可能である。これらの熱可塑性樹脂の中で、特にＬＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ及びメタロセン
触媒を使用して製造したＬＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ、また、ＬＤＰＥ、ＬＬＤＰＥとＨＤＰＥ
フィルムの混合使用した熱可塑性樹脂を使用することが好ましい。
【００３９】
　また、構成物の一つがデシカント（乾燥剤）であることが好ましい。デシカントとして
具体的には、酸化バリウムや酸化カルシウムを挙げることができる。
【００４０】
　また、前記接着剤や樹脂中に乾燥剤を分散させておいてもよい。
【００４１】
　（形状）
　組成の異なる２種以上の構成物の配置については、構成物の一つが、有機ＥＬ素子の面
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方向に不連続に配置されることが好ましい。不連続に配置することで水分の有機ＥＬ素子
の面方向への移動が抑制される。
【００４２】
　構成物の一つが、有機ＥＬ素子の面に対して垂直方向から見て不連続の多角形様構造を
とることにより、例えばデシカントを混合した樹脂等を使用することで、水分の有機ＥＬ
素子の面方向への移動が抑制される。前記多角形様構造群が六角形（図３）または三角形
であることがより好ましい。
【００４３】
　また、封止後弾性率の異なる素材を用いることで、有機ＥＬパネルを屈曲させた際に応
力緩和を効果的に行うことで、封止部材等の密着性を保つことができ、有機ＥＬパネルの
素子寿命を保つことができる。弾性率の異なる２種以上の接着剤によりユニットを構成す
ることで、ＩＣカード内のＩＣチップの点圧強度の分散や耐衝撃性アップを行う方法が開
示されているが、これは局部圧力の分散により内容物（ＩＣ）保護に関するもので、密着
性－有機ＥＬの寿命について述べられたものではない。
【００４４】
　有機ＥＬ素子と封止部材の間に配置する構成物の厚さは、硬化反応時間、有機化合物層
への影響、端部からの水分浸透等を考慮し、５～１００μｍが好ましい。
【００４５】
　（配置）
　構成物は、有機ＥＬ素子及び封止部材の少なくとも一方に配置する。構成物の配置方法
は一般的に知られている各種の方法、例えば、ダイコート方式、スクリーン印刷方式、フ
レキソ印刷方式、インクジェット方式、グラビア印刷方式、メイヤーバー方式、キャップ
コート法、スプレー塗布法、キャスト法、ロールコート法、バーコート法等の塗布機の使
用が可能である。中でも、高精度高精細印刷が可能なインクジェット方式またはグラビア
印刷方式が好ましい。
【００４６】
　《有機ＥＬパネル》
　図２に示す有機ＥＬパネルの層構成は一例を示したものであるが、他の代表的な有機Ｅ
Ｌ素子の層構成としては次の構成等が挙げられる。
（１）基板／第１電極（陽極）／発光層／電子輸送層／第２電極（陰極）／封止部材
（２）基板／第１電極（陽極）／正孔輸送層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／第２電
極（陰極）／封止部材
（３）基板／第１電極（陽極）／正孔輸送層（正孔注入層）／発光層／正孔阻止層／電子
輸送層／陰極バッファー層（電子注入層）／第２電極（陰極）／封止部材
（４）基板／第１電極（陽極）／陽極バッファー層（正孔注入層）／正孔輸送層／発光層
／正孔阻止層／電子輸送層／陰極バッファー層（電子注入層）／第２電極（陰極）／封止
部材
　本発明の有機ＥＬパネルを構成する基板、ガスバリア層、第１電極、正孔注入層、正孔
輸送層、発光層、電子注入層、第２電極を形成している材料、及び封止部材を形成してい
る材料について説明する。
【００４７】
　〔有機ＥＬ素子〕
　有機ＥＬ素子の場合、通常、第１電極（陽極）側が観察側になり、第１電極（陽極）に
は、ＩＴＯ（酸化スズと酸化インジウム混合物）、ＩＺＯ（酸化亜鉛と酸化インジウム混
合物）、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、Ｉｎ２Ｏ３等が知られている。中でも、ＩＴＯ電極は９０％
以上の高い光透過率と、１０Ω／□以下の低いシート抵抗値が可能で、液晶ディスプレイ
や太陽電池等の透明電極としても用いられている。また、ＩＺＯ電極は、形成時に基板を
加熱せずに所定の低い抵抗値が得られ、ＩＴＯ電極よりも膜表面が平滑であるという利点
がある。
【００４８】
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　（基板）
　本発明に用いられる基板としては、枚葉基板、帯状可撓性基板が挙げられる。
【００４９】
　枚葉基板としては、透明ガラス板、金属シート、シート状透明樹脂フィルムが挙げられ
る。透明ガラス板としては封止部材と同じガラスの使用が可能である。金属シートとして
は、封止部材と同じ金属シートの使用が可能である。
【００５０】
　樹脂フィルムとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレ
ンナフタレート（ＰＥＮ）等のポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、セロハン
、セルロースジアセテート、セルローストリアセテート、セルロースアセテートブチレー
ト、セルロースアセテートプロピオネート（ＣＡＰ）、セルロースアセテートフタレート
（ＴＡＣ）、セルロースナイトレート等のセルロースエステル類またはそれらの誘導体、
ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルアルコール、ポリエチレンビニルアルコール、シンジオ
タクティックポリスチレン、ポリカーボネート、ノルボルネン樹脂、ポリメチルペンテン
、ポリエーテルケトン、ポリイミド、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリフェニレン
スルフィド、ポリスルホン類、ポリエーテルイミド、ポリエーテルケトンイミド、ポリア
ミド、フッ素樹脂、ナイロン、ポリメチルメタクリレート、アクリルあるいはポリアリレ
ート類、アートン（商品名、ＪＳＲ社製）あるいはアペル（商品名、三井化学社製）とい
ったシクロオレフィン系樹脂等が挙げられる。
【００５１】
　帯状可撓性基板としては、透明樹脂フィルムが挙げられ、枚葉基板と同じ樹脂フィルム
が使用可能である。
【００５２】
　基板としては、透明樹脂材料からなることが好ましい。基板として透明樹脂フィルムを
使用する場合、樹脂フィルムの表面には後述するガスバリア層を必要に応じて形成するこ
とが好ましい。
【００５３】
　（ガスバリア層）
　本発明においては、前記基板と前記有機化合物層との間に、防湿のためガスバリア層を
設けることが好ましい。
【００５４】
　ガスバリア層としては無機物、有機物の被膜またはその両者のハイブリッド被膜が挙げ
られる。ガスバリア層の特性としては、水蒸気透過度が０．０１ｇ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔ
ｍ以下であることが好ましい。さらには、酸素透過度１０－３ｍｌ／ｍ２／ｄａｙ以下、
水蒸気透過度１０－５ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下の高バリア性フィルムであることが好ましい
。
【００５５】
　ガスバリア層を形成する材料としては、水分や酸素等素子の劣化をもたらすものの浸入
を抑制する機能を有する材料であればよく、例えば、酸化珪素、二酸化珪素、窒化珪素等
を用いることができる。ガスバリア層は金属酸化物層であることが好ましい。さらに該膜
の脆弱性を改良するためにこれら無機層と有機材料からなる層の積層構造を持たせること
がより好ましい。無機層と有機層の積層順については特に制限はないが、両者を交互に複
数回積層させることが好ましい。
【００５６】
　ガスバリア層の形成方法については、特に限定はなく、例えば真空蒸着法、スパッタリ
ング法、反応性スパッタリング法、分子線エピタキシー法、クラスターイオンビーム法、
イオンプレーティング法、プラズマ重合法、大気圧プラズマ重合法、プラズマＣＶＤ法、
レーザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、コーティング法等を用いることができるが、特開２００
４－６８１４３号に記載されているような大気圧プラズマＣＶＤによるものが特に好まし
い。
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【００５７】
　（第１電極）
　第１電極としては、仕事関数の大きい（４ｅＶ以上）金属、合金、電気伝導性化合物及
びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具
体例としてはＡｕ等の金属、ＣｕＩ、インジウムチンオキシド（ＩＴＯ）、ＳｎＯ２、Ｚ
ｎＯ等の導電性透明材料が挙げられる。また、ＩＤＩＸＯ（Ｉｎ２Ｏ３・ＺｎＯ）等非晶
質で透明導電膜を作製可能な材料を用いてもよい。陽極はこれらの電極物質を蒸着やスパ
ッタリング等の方法により、薄膜を形成させ、フォトリソグラフィー法で所望の形状のパ
ターンを形成してもよく、あるいはパターン精度をあまり必要としない場合は（１００μ
ｍ以上程度）、上記電極物質の蒸着やスパッタリング時に所望の形状のマスクを介してパ
ターンを形成してもよい。この陽極より発光を取り出す場合には、透過率を１０％より大
きくすることが望ましく、また陽極としてのシート抵抗は数百Ω／□以下が好ましい。さ
らに膜厚は材料にもよるが、通常１０～１０００ｎｍ、好ましくは１０～２００ｎｍの範
囲で選ばれる。
【００５８】
　（正孔注入層）
　第１電極と発光層または正孔輸送層の間に、正孔注入層（陽極バッファー層）を存在さ
せてもよい。正孔注入層とは、駆動電圧低下や発光輝度向上のために電極と有機層間に設
けられる層のことで、「有機ＥＬ素子とその工業化最前線（１９９８年１１月３０日エヌ
・ティー・エス社発行）」の第２編第２章「電極材料」（１２３－１６６頁）に詳細に記
載されている。陽極バッファー層（正孔注入層）に使用する材料の一例としては、特開２
０００－１６０３２８号公報に記載されている材料が挙げられる。
【００５９】
　（正孔輸送層）
　正孔輸送層とは、正孔を輸送する機能を有する正孔輸送材料からなり、広い意味で正孔
注入層、電子阻止層も正孔輸送層に含まれる。正孔輸送層は単層または複数層設けること
ができる。正孔輸送材料としては、正孔の注入または輸送、電子の障壁性のいずれかを有
するものであり、有機物、無機物のいずれであってもよい。例えば、トリアゾール誘導体
、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾ
リン誘導体及びピラゾロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、
アミノ置換カルコン誘導体、オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオ
レノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、アニリン系共重
合体、また導電性高分子オリゴマー、特にチオフェンオリゴマー等が挙げられる。
【００６０】
　正孔輸送材料としては上記のものを使用することができるが、ポルフィリン化合物、芳
香族第３級アミン化合物及びスチリルアミン化合物、特に芳香族第３級アミン化合物を用
いることが好ましい。芳香族第３級アミン化合物及びスチリルアミン化合物の代表例とし
ては、Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラフェニル－４，４′－ジアミノフェニル；Ｎ，Ｎ′－
ジフェニル－Ｎ，Ｎ′－ビス（３－メチルフェニル）－〔１，１′－ビフェニル〕－４，
４′－ジアミン（ＴＰＤ）；２，２－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）プロパ
ン；１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）シクロヘキサン；Ｎ，Ｎ，Ｎ′
，Ｎ′－テトラ－ｐ－トリル－４，４′－ジアミノビフェニル；１，１－ビス（４－ジ－
ｐ－トリルアミノフェニル）－４－フェニルシクロヘキサン；ビス（４－ジメチルアミノ
－２－メチルフェニル）フェニルメタン；ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）フ
ェニルメタン；Ｎ，Ｎ′－ジフェニル－Ｎ，Ｎ′－ジ（４－メトキシフェニル）－４，４
′－ジアミノビフェニル；Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラフェニル－４，４′－ジアミノジ
フェニルエーテル；４，４′－ビス（ジフェニルアミノ）クオードリフェニル；Ｎ，Ｎ，
Ｎ－トリ（ｐ－トリル）アミン；４－（ジ－ｐ－トリルアミノ）－４′－〔４－（ジ－ｐ
－トリルアミノ）スチリル〕スチルベン；４－Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノ－（２－ジフェ
ニルビニル）ベンゼン；３－メトキシ－４′－Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノスチルベンゼン
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；Ｎ－フェニルカルバゾール、さらには米国特許第５，０６１，５６９号明細書に記載さ
れている２個の縮合芳香族環を分子内に有するもの、例えば、４，４′－ビス〔Ｎ－（１
－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ〕ビフェニル（ＮＰＤ）、特開平４－３０８６８８号
公報に記載されているトリフェニルアミンユニットが３つスターバースト型に連結された
４，４′，４″－トリス〔Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ〕トリフェ
ニルアミン（ＭＴＤＡＴＡ）等が挙げられる。
【００６１】
　さらにこれらの材料を高分子鎖に導入した、またはこれらの材料を高分子の主鎖とした
高分子材料を用いることもできる。また、ｐ型－Ｓｉ、ｐ型－ＳｉＣ等の無機化合物も正
孔注入材料、正孔輸送材料として使用することができる。
【００６２】
　また、特開平１１－２５１０６７号公報、Ｊ．Ｈｕａｎｇ　ｅｔ．ａｌ．著文献（Ａｐ
ｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　８０（２００２），ｐ．１３９）に記載
されているような所謂ｐ型正孔輸送材料を用いることもできる。本発明においては、より
高効率の発光素子が得られることから、これらの材料を用いることが好ましい。
【００６３】
　正孔輸送層の膜厚については特に制限はないが、通常は５ｎｍ～５μｍ程度、好ましく
は５～２００ｎｍである。この正孔輸送層は上記材料の１種または２種以上からなる一層
構造であってもよい。また、不純物をドープしたｐ性の高い正孔輸送層を用いることもで
きる。その例としては、特開平４－２９７０７６号、特開２０００－１９６１４０号、特
開２００１－１０２１７５号、Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．，９５，５７７３（２００４）
等に記載されたものが挙げられる。このようなｐ性の高い正孔輸送層を用いることが、よ
り低消費電力の有機ＥＬ素子を作製することができるため好ましい。
【００６４】
　（発光層）
　本発明に係わる、発光層とは青色発光層、緑色発光層、赤色発光層を指す。発光層を積
層する場合の積層順としては、特に制限はなく、また各発光層間に非発光性の中間層を有
していてもよい。本発明に係わる発光層においては、少なくとも１つの青発光層が、全発
光層中最も陽極に近い位置に設けられていることが好ましい。また、発光層を４層以上設
ける場合には、陽極に近い順から、例えば青色発光層／緑色発光層／赤色発光層／青色発
光層、青色発光層／緑色発光層／赤色発光層／青色発光層／緑色発光層、青色発光層／緑
色発光層／赤色発光層／青色発光層／緑色発光層／赤色発光層のように青色発光層、緑色
発光層、赤色発光層を順に積層することが、輝度安定性を高める上で好ましい。発光層を
多層にすることで白色素子の作製が可能である。
【００６５】
　発光層の膜厚の総和は特に制限はないが、膜の均質性、発光に必要な電圧等を考慮し、
通常２ｎｍ～５μｍ、好ましくは２～２００ｎｍの範囲で選ばれる。さらに１０～２０ｎ
ｍの範囲にあるのが好ましい。膜厚を２０ｎｍ以下にすると電圧面のみならず、駆動電流
に対する発光色の安定性が向上する効果があり好ましい。個々の発光層の膜厚は、好まし
くは２～１００ｎｍの範囲で選ばれ、２～２０ｎｍの範囲にあるのがさらに好ましい。青
、緑、赤の各発光層の膜厚の関係については、特に制限はないが、３発光層中、青発光層
（複数層ある場合はその総和）が最も厚いことが好ましい。
【００６６】
　発光層は発光極大波長が各々４３０～４８０ｎｍ、５１０～５５０ｎｍ、６００～６４
０ｎｍの範囲にある発光スペクトルの異なる少なくとも３層以上の層を含む。３層以上で
あれば、特に制限はない。４層より多い場合には、同一の発光スペクトルを有する層が複
数層あってもよい。発光極大波長が４３０～４８０ｎｍにある層を青発光層、５１０～５
５０ｎｍにある層を緑発光層、６００～６４０ｎｍの範囲にある層を赤発光層と言う。ま
た、前記の極大波長を維持する範囲において、各発光層には複数の発光性化合物を混合し
てもよい。例えば、青発光層に、極大波長４３０～４８０ｎｍの青発光性化合物と、同５
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１０～５５０ｎｍの緑発光性化合物を混合して用いてもよい。
【００６７】
　発光層の材料として使用する有機発光材料は、（ａ）電荷の注入機能、すなわち、電界
印加時に陽極あるいは正孔注入層から正孔を注入することができ、陰極あるいは電子注入
層から電子を注入することができる機能、（ｂ）輸送機能、すなわち、注入された正孔及
び電子を電界の力で移動させる機能、及び（ｃ）発光機能、すなわち、電子と正孔の再結
合の場を提供し、これらを発光に繋げる機能、の３つの機能を併せもつものであれば特に
限定はない。例えば、ベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系、ベンゾオキサゾール
系等の蛍光増白剤や、スチリルベンゼン系化合物を用いることができる。上記の蛍光増白
剤の具体例としては、ベンゾオキサゾール系では、２，５－ビス（５，７－ジ－ｔ－ペン
チル－２－ベンゾオキサゾリル）－１，３，４－チアジアゾール、４，４’－ビス（５，
７－ｔ－ペンチル－２－ベンゾオキサゾリル）スチルベン、４，４’－ビス［５，７－ジ
－（２－メチル－２－ブチル）－２－ベンゾオキサゾオリル］スチルベン、２，５－ビス
（５，７－ジ－ｔ－ペンチル－２－ベンゾオキサゾリル）チオフェン、２，５－ビス［５
－α，α－ジメチルベンジル－２－ベンゾオキサゾリル］チオフェン、２，５－ビス［５
，７－ジ－（２－メチル－２－ブチル）－２－ベンゾオキサゾリル］－３，４－ジフェニ
ルチオフェン、２，５－ビス（５－メチル－２－ベンゾオキサゾリル）チオフェン、４，
４’－ビス（２－ベンゾオキサゾリル）ビフェニル、５－メチル－２－［２－［４－（５
－メチル－２－ベンゾオキサゾリル）フェニル］ビニル］ベンゾオキサゾール、２－［２
－（４－クロロフェニル）ビニル］ナフト［１，２－ｄ］オキサゾール等が挙げられる。
ベンゾチアゾール系では、２，２’－（ｐ－フェニレンジビニレン）－ビスベンゾチアゾ
ール等が挙げられ、ベンゾイミダゾール系では、２－［２－［４－（２－ベンゾイミダゾ
リル）フェニル］ビニル］ベンゾイミダゾール、２－［２－（４－カルボキシフェニル）
ビニル］ベンゾイミダゾール等が挙げられる。さらに、他の有用な化合物は、ケミストリ
ー・オブ・シンセティック・ダイズ（１９７１），第６２８～６３７頁及び第６４０頁に
列挙されている。
【００６８】
　また、上記のスチリルベンゼン系化合物の具体例としては、１，４－ビス（２－メチル
スチリル）ベンゼン、１，４－ビス（３－メチルスチリル）ベンゼン、１，４－ビス（４
－メチルスチリル）ベンゼン、ジスチリルベンゼン、１，４－ビス（２－エチルスチリル
）ベンゼン、１，４－ビス（３－メチルスチリル）ベンゼン、１，４－ビス（２－メチル
スチリル）－２－メチルベンゼン、１，４－ビス（２－メチルスチリル）－２－エチルベ
ンゼン等が挙げられる。
【００６９】
　さらに、上述した蛍光増白剤及びスチリルベンゼン系化合物以外にも、例えば、１２－
フタロペリノン、１，４－ジフェニル－１，３－ブタジエン、１，１，４，４－テトラフ
ェニル－１，３－ブタジエン、ナフタルイミド誘導体、ペリレン誘導体、オキサジアゾー
ル誘導体、アルダジン誘導体、ピラジリン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ピロロピ
ロール誘導体、スチリルアミン誘導体、クマリン系化合物、国際公開公報ＷＯ９０／１３
１４８やＡｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．，ｖｏｌ　５８，１８，Ｐ１９８２（１９９１
）に記載されているような高分子化合物、芳香族ジメチリディン系化合物が挙げられる。
芳香族ジメチリディン系化合物の具体例としては、１，４－フェニレンジメチリディン、
４，４’－フェニレンジメチリディン、２，５－キシリレンジメチリディン、２，６－ナ
フチレンジメチリディン、１，４－ビフェニレンジメチリディン、１，４－ｐ－テレフェ
ニレンジメチリディン、４，４’－ビス（２，２－ジ－ｔ－ブチルフェニルビニル）ビフ
ェニル、４，４’－ビス（２，２－ジフェニルビニル）ビフェニル等、及びこれらの誘導
体が挙げられる。
【００７０】
　その他、上述した有機発光材料をホストとし、当該ホストに青色から緑色までの強い蛍
光色素、例えばクマリン系あるいは前記ホストと同様の蛍光色素をドープした化合物も、
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有機発光材料として好適である。有機発光材料として前記の化合物を用いた場合には、青
色から緑色の発光（発光色はドーパントの種類によって異なる）を高効率で得ることがで
きる。前記化合物の材料であるホストの具体例としては、ジスチリルアリーレン骨格の有
機発光材料（特に好ましくは、例えば、４，４’－ビス（２，２－ジフェニルビニル）ビ
フェニル）が挙げられ、前記化合物の材料であるドーパントの具体例としては、ジフェニ
ルアミノビニルアリレーン（特に好ましくは、例えば、Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノビフェ
ニルベンゼンや４，４’－ビス［２－［４－（Ｎ，Ｎ－ジ－ｐ－トリル）フェニル］ビニ
ル］ビフェニル）が挙げられる。
【００７１】
　発光層には、発光層の発光効率を高くするために公知のホスト化合物と公知のリン光性
化合物（リン光発光性化合物とも言う）を含有することが好ましい。ホスト化合物とは、
発光層に含有される化合物の内で、その層中での質量比が２０％以上であり、かつ室温（
２５℃）においてリン光発光のリン光量子収率が、０．１未満の化合物と定義される。好
ましくはリン光量子収率が０．０１未満である。ホスト化合物を複数種併用して用いても
よい。ホスト化合物を複数種用いることで、電荷の移動を調整することが可能であり、有
機ＥＬ素子を高効率化することができる。また、リン光性化合物を複数種用いることで、
異なる発光を混ぜることが可能となり、これにより任意の発光色を得ることができる。リ
ン光性化合物の種類、ドープ量を調整することで白色発光が可能であり、照明、バックラ
イトへの応用もできる。
【００７２】
　これらのホスト化合物としては、正孔輸送能、電子輸送能を有しつつ、かつ発光の長波
長化を防ぎ、なおかつ高Ｔｇ（ガラス転移温度）である化合物が好ましい。公知のホスト
化合物としては、例えば、特開２００１－２５７０７６号公報、同２００２－３０８８５
５号公報、同２００１－３１３１７９号公報、同２００２－３１９４９１号公報、同２０
０１－３５７９７７号公報、同２００２－３３４７８６号公報、同２００２－８８６０号
公報、同２００２－３３４７８７号公報、同２００２－１５８７１号公報、同２００２－
３３４７８８号公報、同２００２－４３０５６号公報、同２００２－３３４７８９号公報
、同２００２－７５６４５号公報、同２００２－３３８５７９号公報、同２００２－１０
５４４５号公報、同２００２－３４３５６８号公報、同２００２－１４１１７３号公報、
同２００２－３５２９５７号公報、同２００２－２０３６８３号公報、同２００２－３６
３２２７号公報、同２００２－２３１４５３号公報、同２００３－３１６５号公報、同２
００２－２３４８８８号公報、同２００３－２７０４８号公報、同２００２－２５５９３
４号公報、同２００２－２６０８６１号公報、同２００２－２８０１８３号公報、同２０
０２－２９９０６０号公報、同２００２－３０２５１６号公報、同２００２－３０５０８
３号公報、同２００２－３０５０８４号公報、同２００２－３０８８３７号公報等に記載
の化合物が挙げられる。
【００７３】
　複数の発光層を有する場合、これら各層のホスト化合物の５０質量％以上が同一の化合
物であることが、有機層全体に渡って均質な膜性状を得やすいことから好ましく、さらに
はホスト化合物のリン光発光エネルギーが２．９ｅＶ以上であることが、ドーパントから
のエネルギー移動を効率的に抑制し、高輝度を得る上で有利となることからより好ましい
。リン光発光エネルギーとは、ホスト化合物を基板上に１００ｎｍの蒸着膜のフォトルミ
ネッセンスを測定し、そのリン光発光の０－０バンドのピークエネルギーを言う。
【００７４】
　ホスト化合物は、有機ＥＬ素子の経時での劣化（輝度低下、膜性状の劣化）、光源とし
ての市場ニーズ等を考慮し、リン光発光エネルギーが２．９ｅＶ以上かつＴｇが９０℃以
上のものであることが好ましい。すなわち、輝度と耐久性の両方を満足するためには、リ
ン光発光エネルギーが２．９ｅＶ以上かつＴｇが９０℃以上のものであることが好ましい
。Ｔｇは、さらに好ましくは１００℃以上である。
【００７５】
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　リン光性化合物（リン光発光性化合物）とは、励起三重項からの発光が観測される化合
物であり、室温（２５℃）にてリン光発光する化合物であり、リン光量子収率が、２５℃
において０．０１以上の化合物である。先に説明したホスト化合物と合わせ使用すること
で、より発光効率の高い有機ＥＬ素子とすることができる。
【００７６】
　本発明に係るリン光性化合物は、リン光量子収率は好ましくは０．１以上である。上記
リン光量子収率は、第４版実験化学講座７の分光IIの３９８頁（１９９２年版、丸善）に
記載の方法により測定できる。溶液中でのリン光量子収率は種々の溶媒を用いて測定でき
るが、本発明に用いられるリン光性化合物は、任意の溶媒のいずれかにおいて上記リン光
量子収率が達成されればよい。
【００７７】
　リン光性化合物の発光は原理としては２種挙げられ、１つはキャリアが輸送されるホス
ト化合物上でキャリアの再結合が起こってホスト化合物の励起状態が生成し、このエネル
ギーをリン光性化合物に移動させることでリン光性化合物からの発光を得るというエネル
ギー移動型、もう１つはリン光性化合物がキャリアトラップとなり、リン光性化合物上で
きャリアの再結合が起こりリン光性化合物からの発光が得られるというキャリアトラップ
型であるが、いずれの場合においても、リン光性化合物の励起状態のエネルギーはホスト
化合物の励起状態のエネルギーよりも低いことが条件である。
【００７８】
　リン光性化合物は、有機ＥＬ素子の発光層に使用される公知のものの中から適宜選択し
て用いることができる。リン光性化合物としては、好ましくは元素の周期表で８族－１０
族の金属を含有する錯体系化合物であり、さらに好ましくはイリジウム化合物、オスミウ
ム化合物、または白金化合物（白金錯体系化合物）、希土類錯体であり、中でも最も好ま
しいのはイリジウム化合物である。
【００７９】
　本発明においては、リン光性化合物のリン光発光極大波長としては特に制限されるもの
ではなく、原理的には中心金属、配位子、配位子の置換基等を選択することで得られる発
光波長を変化させることができる。
【００８０】
　本発明に係わる有機ＥＬ素子や本発明に係る化合物の発光する色は、「新編色彩科学ハ
ンドブック」（日本色彩学会編、東京大学出版会、１９８５）の１０８頁の図４．１６に
おいて、分光放射輝度計ＣＳ－１０００（コニカミノルタセンシング社製）で測定した結
果をＣＩＥ色度座標に当て嵌めた時の色で決定される。
【００８１】
　本発明で言うところの白色素子とは、２℃視野角正面輝度を上記方法により測定した際
に、１０００ｃｄ／ｍ２でのＣＩＥ１９３１　表色系における色度がＸ＝０．３３±０．
０７、Ｙ＝０．３３±０．０７の領域内にあることを言う。
【００８２】
　（電子注入層）
　電子注入層とは、電子を輸送する機能を有する材料からなり広い意味で電子輸送層に含
まれる。電子注入層とは、駆動電圧低下や発光輝度向上のために電極と有機層間に設けら
れる層のことで、「有機ＥＬ素子とその工業化最前線（１９９８年１１月３０日エヌ・テ
ィー・エス社発行）」の第２編第２章「電極材料」（１２３～１６６頁）に詳細に記載さ
れている。電子注入層（陰極バッファー層）は、特開平６－３２５８７１号公報、同９－
１７５７４号公報、同１０－７４５８６号公報等にもその詳細が記載されており、具体的
にはストロンチウムやアルミニウム等に代表される金属バッファー層、フッ化リチウムに
代表されるアルカリ金属化合物バッファー層、フッ化マグネシウムに代表されるアルカリ
土類金属化合物バッファー層、酸化アルミニウムに代表される酸化物バッファー層等が挙
げられる。上記バッファー層（注入層）はごく薄い膜であることが望ましく、素材にもよ
るがその膜厚は０．１ｎｍ～５μｍの範囲が好ましい。
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【００８３】
　他に発光層側に隣接する電子輸送層に用いられる電子輸送材料（正孔阻止材料を兼ねる
）としては、陰極より注入された電子を発光層に伝達する機能を有していればよく、その
材料としては従来公知の化合物の中から任意のものを選択して用いることができ、例えば
、ニトロ置換フルオレン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体
、カルボジイミド、フレオレニリデンメタン誘導体、アントラキノジメタン及びアントロ
ン誘導体、オキサジアゾール誘導体等が挙げられる。さらに、上記オキサジアゾール誘導
体において、オキサジアゾール環の酸素原子を硫黄原子に置換したチアジアゾール誘導体
、電子吸引基として知られているキノキサリン環を有するキノキサリン誘導体も、電子輸
送材料として用いることができる。さらにこれらの材料を高分子鎖に導入した、またはこ
れらの材料を高分子の主鎖とした高分子材料を用いることもできる。
【００８４】
　また、８－キノリノール誘導体の金属錯体、例えば、トリス（８－キノリノール）アル
ミニウム（Ａｌｑ）、トリス（５，７－ジクロロ－８－キノリノール）アルミニウム、ト
リス（５，７－ジブロモ－８－キノリノール）アルミニウム、トリス（２－メチル－８－
キノリノール）アルミニウム、トリス（５－メチル－８－キノリノール）アルミニウム、
ビス（８－キノリノール）亜鉛（Ｚｎｑ）等、及びこれらの金属錯体の中心金属がＩｎ、
Ｍｇ、Ｃｕ、Ｃａ、Ｓｎ、ＧａまたはＰｂに置き替わった金属錯体も、電子輸送材料とし
て用いることができる。その他、メタルフリーもしくはメタルフタロシアニン、またはそ
れらの末端がアルキル基やスルホン酸基等で置換されているものも、電子輸送材料として
好ましく用いることができる。また、ジスチリルピラジン誘導体も、電子輸送材料として
用いることができるし、正孔注入層、正孔輸送層と同様に、ｎ型－Ｓｉ、ｎ型－ＳｉＣ等
の無機半導体も電子輸送材料として用いることができる。電子輸送層の膜厚については特
に制限はないが、通常は５ｎｍ～５μｍ程度、好ましくは５～２００ｎｍである。電子輸
送層は上記材料の１種または２種以上からなる一層構造であってもよい。
【００８５】
　また、不純物をドープしたｎ性の高い電子輸送層を用いることもできる。その例として
は、特開平４－２９７０７６号公報、特開平１０－２７０１７２号公報、特開２０００－
１９６１４０号公報、特開２００１－１０２１７５号公報、Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．，
９５，５７７３（２００４）等に記載されたものが挙げられる。このようなｎ性の高い電
子輸送層を用いることがより低消費電力の素子を作製することができるため好ましい。
【００８６】
　（第２電極）
　第２電極としては、仕事関数の小さい（４ｅＶ以下）金属（電子注入性金属と称する）
、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。この
ような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウム－カリウム合金、マグネシウ
ム、リチウム、マグネシウム／銅混合物、マグネシウム／銀混合物、マグネシウム／アル
ミニウム混合物、マグネシウム／インジウム混合物、アルミニウム／酸化アルミニウム（
Ａｌ２Ｏ３）混合物、インジウム、リチウム／アルミニウム混合物、希土類金属等が挙げ
られる。これらの中で、電子注入性及び酸化等に対する耐久性の点から、電子注入性金属
とこれより仕事関数の値が大きく安定な金属である第二金属との混合物、例えば、マグネ
シウム／銀混合物、マグネシウム／アルミニウム混合物、マグネシウム／インジウム混合
物、アルミニウム／酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）混合物、リチウム／アルミニウム混
合物、アルミニウム等が好適である。陰極はこれらの電極物質を蒸着やスパッタリング等
の方法により薄膜を形成させることにより、作製することができる。また、陰極としての
シート抵抗は数百Ω／□以下が好ましく、膜厚は通常１０ｎｍ～５μｍ、好ましくは５０
～２００ｎｍの範囲で選ばれる。なお、発光した光を透過させるため、有機ＥＬ素子の第
１電極（陽極）または第２電極（陰極）のいずれか一方が、透明または半透明であれば発
光輝度が向上し好都合である。
【００８７】
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　また、第２電極に上記金属を１～２０ｎｍの膜厚で作製した後に、第１電極の説明で挙
げた導電性透明材料をその上に作製することで、透明または半透明の第２電極（陰極）を
作製することができ、これを応用することで第１電極（陽極）と第２電極（陰極）の両方
が透過性を有する素子を作製することができる。
【００８８】
　（外部取り出し効率）
　本発明に係わる有機ＥＬ素子の発光の室温における外部取り出し効率は、１％以上であ
ることが好ましく、より好ましくは５％以上である。ここに、外部取り出し量子効率（％
）＝有機ＥＬ素子外部に発光した光子数／有機ＥＬ素子に流した電子数×１００である。
【００８９】
　また、カラーフィルター等の色相改良フィルター等を併用しても、有機ＥＬ素子からの
発光色を、蛍光体を用いて多色へ変換する色変換フィルターを併用してもよい。色変換フ
ィルターを用いる場合においては、有機ＥＬ素子の発光のλｍａｘは４８０ｎｍ以下が好
ましい。
【００９０】
　本発明に係わる有機ＥＬ素子は、発光層で発生した光を効率よく取り出すために以下に
示す方法を併用することが好ましい。有機ＥＬ素子は、空気よりも屈折率の高い（屈折率
が１．７～２．１程度）層の内部で発光し、発光層で発生した光の内１５％から２０％程
度の光しか取り出せないことが一般的に言われている。これは、臨界角以上の角度θで界
面（透明基板と空気との界面）に入射する光は、全反射を起こし素子外部に取り出すこと
ができないことや、透明電極ないし発光層と透明基板との間で光が全反射を起こし、光が
透明電極ないし発光層を導波し、結果として、光が素子側面方向に逃げるためである。
【００９１】
　この光の取り出しの効率を向上させる手法としては、例えば、透明基板表面に凹凸を形
成し、透明基板と空気界面での全反射を防ぐ方法（米国特許第４，７７４，４３５）。基
板に集光性を持たせることにより効率を向上させる方法（特開昭６３－３１４７９５号公
報）。素子の側面等に反射面を形成する方法（特開平１－２２０３９４号公報）。基板と
発光体の間に中間の屈折率を持つ平坦層を導入し、反射防止膜を形成する方法（特開昭６
２－１７２６９１号公報）。基板と発光体の間に基板よりも低屈折率を持つ平坦層を導入
する方法（特開２００１－２０２８２７号公報）。基板、透明電極層や発光層のいずれか
の層間（含む、基板と外界間）に回折格子を形成する方法（特開平１１－２８３７５１号
公報）等がある。
【００９２】
　透明電極と透明基板の間に低屈折率の媒質を光の波長よりも長い厚みで形成すると、透
明電極から出てきた光は、媒質の屈折率が低いほど、外部への取り出し効率が高くなる。
低屈折率層としては、例えば、エアロゲル、多孔質シリカ、フッ化マグネシウム、フッ素
系ポリマー等が挙げられる。透明基板の屈折率は一般に１．５～１．７程度であるので、
低屈折率層は、屈折率がおよそ１．５以下であることが好ましい。また、さらに１．３５
以下であることが好ましい。低屈折率媒質の厚みは、媒質中の波長の２倍以上となるのが
望ましい。これは、低屈折率媒質の厚みが、光の波長程度になってエバネッセントで染み
出した電磁波が基板内に入り込む膜厚になると、低屈折率層の効果が薄れるからである。
全反射を起こす界面もしくはいずれかの媒質中に回折格子を導入する方法は、光取り出し
効率の向上効果が高いという特徴がある。この方法は、回折格子が１次の回折や、２次の
回折といった所謂ブラッグ回折により、光の向きを屈折とは異なる特定の向きに変えるこ
とができる性質を利用して、発光層から発生した光の内、層間での全反射等により外に出
ることができない光を、いずれかの層間もしくは、媒質中（透明基板内や透明電極内）に
回折格子を導入することで光を回折させ、光を外に取り出そうとするものである。導入す
る回折格子は、二次元的な周期屈折率を持っていることが望ましい。これは、発光層で発
光する光はあらゆる方向にランダムに発生するので、ある方向にのみ周期的な屈折率分布
を持っている一般的な１次元回折格子では、特定の方向に進む光しか回折されず、光の取
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り出し効率がさほど上がらない。しかしながら、屈折率分布を二次元的な分布にすること
により、あらゆる方向に進む光が回折され、光の取り出し効率が上がる。
【００９３】
　回折格子を導入する位置としては前述の通り、いずれかの層間もしくは、媒質中（透明
基板内や透明電極内）でもよいが、光が発生する場所である有機発光層の近傍が望ましい
。この時、回折格子の周期は、媒質中の光の波長の約１／２～３倍程度が好ましい。回折
格子の配列は、正方形のラチス状、三角形のラチス状、ハニカムラチス状等、２次元的に
配列が繰り返されることが好ましい。
【００９４】
　さらに、本発明に係わる有機ＥＬ素子は、発光層で発生した光を効率よく取り出すため
に、基板の光取り出し側に、例えばマイクロレンズアレイ上の構造を設けるように加工し
たり、あるいは、所謂集光シートと組合せたりすることにより、特定方向、例えば素子発
光面に対し正面方向に集光することにより、特定方向上の輝度を高めることができる。マ
イクロレンズアレイの例としては、基板の光取り出し側に一辺が３０μｍでその頂角が９
０度となるような四角錐を二次元に配列する。一辺は１０μｍ～１００μｍが好ましい。
これより小さくなると回折の効果が発生して色付く、大き過ぎると厚みが厚くなり好まし
くない。
【００９５】
　集光シートとしては、例えば液晶表示装置のＬＥＤバックライトで実用化されているも
のを用いることが可能である。このようなシートとして例えば、住友スリーエム社製輝度
上昇フィルム（ＢＥＦ）等を用いることができる。プリズムシートの形状としては、例え
ば基板に頂角９０度、ピッチ５０μｍの△状のストライプが形成されたものであってもよ
いし、頂角が丸みを帯びた形状、ピッチをランダムに変化させた形状、その他の形状であ
ってもよい。また、発光素子からの光放射角を制御するために光拡散板・フィルムを、集
光シートと併用してもよい。例えば、（株）きもと製拡散フィルム（ライトアップ）等を
用いることができる。
【００９６】
　〔封止部材〕
　本発明に係わる封止部材に可撓性封止部材を使用する場合は、樹脂層とガスバリア層と
を有する多層構成の可撓性封止部材が好ましい。ガスバリア層の特性としては、水蒸気透
過度は、有機層の結晶化、第２電極の剥離等によりダークスポットの発生、及び有機ＥＬ
素子の長寿命化等を考慮し、０．０１ｇ／ｍ２・ｄａｙ以下であることが好ましい。水蒸
気透過度はＪＩＳ　Ｋ７１２９Ｂ法（１９９２年）に準拠した方法で主としてＭＯＣＯＮ
法により測定した値を示す。
【００９７】
　酸素透過度は、有機層の結晶化、第２電極の剥離等によりダークスポットの発生、及び
有機ＥＬス素子の長寿命化等を考慮し、０．０１ｍｌ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ以下である
ことが好ましい。酸素透過度はＪＩＳ　Ｋ７１２６Ｂ法（１９８７年）に準拠した方法で
主としてＭＯＣＯＮ法により測定した値である。
【００９８】
　使用する可撓性封止部材の厚さは、製造時の取り扱い性、引っ張り強さやガスバリア層
の耐ストレスクラッキング性等を考慮し、１０～３００μｍが好ましい。厚さは、マイク
ロメータを使用し、縦方向、幅方向で各１０箇所を測定した平均値を示す。
【００９９】
　可撓性封止部材の封止時のＡＳＴＭ　Ｄ５７０に準じて測定した水分量は、可撓性封止
部材の持ち込み水分により有機層の結晶化、第２電極の剥離等によりダークスポットの発
生、及び有機ＥＬ素子の長寿命化等を考慮し、１．０％以下が好ましい。
【０１００】
　本発明に係わる可撓性封止部材を構成している樹脂基材としては特に限定はなく、例え
ばエチレンテトラフルオロエチル共重合体（ＥＴＦＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ
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）、延伸ポリプロピレン（０ＰＰ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリメチルメタクリレート
（ＰＭＭＡ）、延伸ナイロン（ＯＮｙ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリ
エチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリイミド、ポリエーテ
ルスチレン（ＰＥＳ）等一般の包装用フィルムに使用されている熱可塑性樹脂フィルム材
料を使用することができる。また、これら熱可塑性樹脂フィルムは、必要に応じて異種フ
ィルムと共押出しで作った多層フィルム、延伸角度を変えて貼り合せて作った多層フィル
ム等も当然使用できる。さらに必要とする物性を得るために使用するフィルムの密度、分
子量分布を組合せて作ることも当然可能である。
【０１０１】
　ガスバリア層としては、無機蒸着膜、金属箔が挙げられる。無機蒸着膜としては薄膜ハ
ンドブックｐ８７９～ｐ９０１（日本学術振興会）、真空技術ハンドブックｐ５０２～ｐ
５０９、ｐ６１２、ｐ８１０（日刊工業新聞社）、真空ハンドブック増訂版ｐ１３２～ｐ
１３４（ＵＬＶＡＣ　日本真空技術Ｋ．Ｋ）に記載されている如き無機膜が挙げられる。
例えば、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ａｕ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｎｉ等の金属、ＭｇＯ、Ｓ
ｉＯ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＧｅＯ、ＮｉＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、Ｆｅ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３

、ＴｉＯ２、Ｃｒ２Ｏ３、ＳｉｘＯｙ（ｘ＝１、ｙ＝１．５～２．０）、Ｔａ２Ｏ３、Ｚ
ｒＮ、ＳｉＣ、ＴｉＣ、ＰＳＧ、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉＮ、単結晶Ｓｉ、アモルファスＳｉ、
Ｗ、等が用いられる。
【０１０２】
　また、金属箔の材料としては、例えばアルミニウム、銅、ニッケル等の金属材料や、ス
テンレス、アルミニウム合金等の合金材料を用いることができるが、加工性やコストの面
でアルミニウムが好ましい。膜厚は、１～１００μｍ程度、好ましくは１０μｍ～５０μ
ｍ程度が望ましい。
【０１０３】
　使用する金属シートの厚さは、製造時の取扱い性及びパネルの薄板化を考慮し、２０μ
ｍ～２ｍｍが好ましい。厚さは、マイクロメータを使用し、縦方向、幅方向で各１０箇所
を測定した平均値を示す。金属としては特に限定はなく、例えばアルミニウム、銅、ニッ
ケル等の金属材料や、ステンレス、アルミニウム合金等の合金材料等が挙げられる。
【０１０４】
　なお、ガスバリア層の上に保護層を設けてもよい。樹脂基材は単体でもよいし、積層体
であってもよく必要に応じて適宜選択することが可能である。ガスバリア層は単体でもよ
いし、積層体であってもよく必要に応じて適宜選択することが可能である。
【０１０５】
　本発明において、基板と封止部材のどちらか一方は、樹脂基材とガスバリア層を有する
可撓性封止部材、ガラス板、金属シートであることが好ましい。
【０１０６】
　（有機ＥＬパネルの製造、貼合）
　本発明においては、有機ＥＬ素子の第２電極（陰極）面と構成物を配置した封止部材の
構成物面を、または構成物を配置した有機ＥＬ素子の構成物面と封止部材を貼合して有機
ＥＬパネルを作製する。
【０１０７】
　有機ＥＬ素子と封止部材を合わせた後、例えば０．５～１００Ｐａの範囲で押圧するこ
とで貼合して、さらに構成物が紫外線硬化樹脂を用いる場合には紫外線の照射により、ま
た熱硬化樹脂を用いる場合には加熱により、それぞれ照射量また熱量を調整して適用し、
硬化（架橋）させることで、構成物を介した基板同士の貼合による面接着密着封止構造を
形成する。
【０１０８】
　上記において、基板同士を貼合する工程は、減圧雰囲気下にて実施することが好ましい
。これにより、素子基板と封止基板とを貼り合わせるときに、基板間に気泡が残留するこ
とを防ぐことができる。
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【０１０９】
　貼合工程は、それぞれの基板を、前記接着剤中に含まれる揮発成分を放出させるべく、
減圧装置内において真空・減圧環境下に設置する工程を含むことが好ましい。また、前記
真空・減圧環境下は、前記減圧装置内を、真空・減圧環境下まで減圧する工程と、真空・
減圧環境下に、所定時間放置する工程をさらに含んでもよい。
【０１１０】
　所定時間放置することによって、構成物中に含まれる揮発成分が気泡となって放出され
基板を貼り合わせたときに、基板間に気泡が残留するのを防ぐことができ好ましい。
【０１１１】
　また、真空・減圧環境下に所定時間設置した後、圧力を少し高くして気泡の発生を抑え
てから貼り合わせることも好ましい。これにより、気泡や微小空間の発生を最小限に抑え
ることができる。
【０１１２】
　従って、紫外線等の照射による封止面の硬化は、このように有機ＥＬ素子と封止部材の
貼合を真空・減圧環境下で行った後、これを、大気圧または大気圧より高い加圧環境下に
配置し、封止面全面について紫外線等を照射して、これを硬化させることが好ましい。こ
れにより密着封止を気泡や微小空間の発生を最小限に抑え効率よく行うことができる。
【実施例】
【０１１３】
　以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。なお、実施例において「部」の表示を用いるが、特に断りがない限り「質量部
」を表す。
【０１１４】
　実施例１
　《有機ＥＬ素子の作製》
　（基板１の作製）
　ポリエチレンテレフタレートフィルム（帝人・デュポン社製フィルム、以下、ＰＥＴと
略記する）の全面に、大気圧プラズマ放電処理装置を用いて特開２００４－６８１４３号
に記載の方法で、連続してＰＥＴフィルム上に、ＳｉＯｘからなる無機物のガスバリア層
を形成し、酸素透過度０．０１ｍｌ／ｍ２／ｄａｙ以下、水蒸気透過度０．０１ｇ／ｍ２

／ｄａｙ以下のガスバリア性を持った基板を作製し、スパッタ装置により透明電極として
ＩＴＯを１１０ｎｍ設けた。フォトリソグラフィー法により、１０ｍｍ×１０ｍｍの発光
部位が得られるようにＩＴＯのパターニングを実施し、基板１を作製した。
【０１１５】
　（有機ＥＬ素子１の作製）
　上記基板１を、ｉｓｏ－プロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、
ＵＶオゾン洗浄を５分間行った。
【０１１６】
　この基板１を市販のスピンコーターに取り付け、ＰＥＤＯＴ水溶液（Ｈ．Ｃ．Ｓｔａｒ
ｌｋ社製Ｂａｙｔｒｏｎ　ＰＩ４０８３）を４０００ｒｐｍ、３０秒の条件で塗布した。
さらに、この基板を大気下にて、２００℃で３０分加熱し、正孔輸送層を設けた。
【０１１７】
　さらに、この正孔輸送層を設けた基板を、市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに固定し
、一方、２つのタンタル製抵抗加熱ボートに、Ｈ－Ａ、Ｉｒ－Ａをそれぞれ入れ、真空蒸
着装置（第１真空槽）に取付けた。また、タングステン製抵抗加熱ボートにアルミニウム
を入れ、真空蒸着装置の第２真空槽に取付けた。
【０１１８】
　まず、第１の真空槽を４×１０－４Ｐａまで減圧した後、Ｈ－Ａの入った前記加熱ボー
トとＩｒ－Ａの入った加熱ボートをそれぞれ独立に通電して、発光ホストであるＨ－Ａと
発光ドーパントであるＩｒ－Ａの蒸着速度が１００：９になるように調整し、膜厚２０ｎ
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【０１１９】
　次に、青色発光層まで成膜した素子を、大気に接触させることなく窒素雰囲気下、ＪＩ
Ｓ　Ｂ９９２０に準拠し、測定した清浄度がクラス１０で、露点温度が－８０℃以下、酸
素濃度０．８ｐｐｍのグローブボックス（以下グローブボックス）へ移した。
【０１２０】
　このグローブボックス中に設置した市販のスピンコーターを用いて、青色発光層まで設
けた素子に、下記塗布液Ａを、回転数５０００ｒｐｍ、３０秒の条件にて塗布し、正孔阻
止層を設けた。正孔阻止層の膜厚は約７ｎｍであった。
【０１２１】
　〈塗布液Ａ〉
　ＥＴ－Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２５部
　メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６２部
　塗布後に、３０ｍＷ／ｃｍ２の紫外線の紫外線を１０秒間照射し、ＥＴ－Ａを架橋させ
た。
【０１２２】
　さらに、この上に、下記塗布液Ｂをスピンコーターを用いて、回転数２０００ｒｐｍ、
３０秒の条件にて塗布し、電子輸送層を設けた。なお、電子輸送層の膜厚は２０ｎｍであ
った。
【０１２３】
　〈塗布液Ｂ〉
　ＥＴ－Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５部
　フッ化セシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０７５部
　メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６２部
　次に、電子輸送層まで成膜した素子を、大気に接触させることなく、第２真空槽に移し
た後、電子注入層の上にステンレス鋼製の長方形穴あきマスクが配置されるように、装置
外部からリモートコントロールして設置し、アルミニウムの入ったボートに通電して蒸着
速度１～２ｎｍ／秒で膜厚１００ｎｍの陰極を付け、有機ＥＬ素子１を作製した。なお、
ＰＥＤＯＴ以外の塗布はグローブボックス中にて行った。
【０１２４】



(20) JP 2011-108566 A 2011.6.2

10

20

30

40

50

【化１】

【０１２５】
　《封止部材の作製》
　（封止部材１の作製）
　膜厚９μｍのアルミ箔の片方の面に、ポリエチレンテレフタレートを膜厚１２μｍでラ
ミネートし、さらにその反対側の面に、大気圧プラズマ放電処理を実施し、以下の条件で
酸化珪素（ＳｉＯ２）膜を３０ｎｍの厚みで形成し封止部材を作製した。
【０１２６】
　〈セラミック層〉
放電ガス：Ｎ２ガス
反応ガス１：酸素ガスを全ガスに対し５％
反応ガス２：テトラエトキシシラン（ＴＥＯＳ）を全ガスに対し０．１％
低周波側電源電力：８０ｋＨｚを１０Ｗ／ｃｍ２

高周波側電源電力：１３．５６ＭＨｚを１０Ｗ／ｃｍ２

　次に、この封止部材上に、下記Ａ及びＢをインクジェット方式により印刷し、構成物Ａ
及び構成物Ｂからなる膜厚５μｍの層を形成した。構成物Ａ及びＢの形状は、有機ＥＬ素
子の面に垂直方向から見て不連続の六角形様構造（図３）とし、構成物Ａは六角形の外周
部８－２、構成物Ｂは六角形の内部８－１とした。これを封止部材１（構成物を配置した
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層を有する封止部材１）とする。
【０１２７】
　Ａ：紫外線硬化型シール材（ＴｈｒｅｅＢｏｎｄ３１２４Ｃ、（株）スリーボンド製、
接着剤）
　Ｂ：ポリエチレンポリマー、エチレンコポリマーの水系分散物（接着剤）
　（封止部材２～５の作製）
　封止部材１の作製において、Ａ及びＢを表１のように代えた以外は同様にして封止部材
２～５を作製した。
【０１２８】
　Ｃ：光硬化型樹脂ＰＥＴ－３０（日本化薬社製）及び重合開始剤（イルガキュア１８４
、チバ・ジャパン（株）製）
　Ｄ：塗布型乾燥剤Ｏｌｅｄｒｙ（双葉電子社製）
　（封止部材６の作製）
　封止部材１の作製において、構成物Ａ及びＢの形状は、有機ＥＬ素子の面に垂直方向か
ら見て不連続の三角形様構造とし、構成物Ａは三角形の外周部、構成物Ｂは三角形の内部
とした以外は同様にして封止部材６を作製した。
【０１２９】
　（封止部材７の作製）
　封止部材６の作製において、大気圧プラズマ放電処理による酸化珪素（ＳｉＯ２）膜を
形成しなかった以外は同様にして封止部材７を作製した。
【０１３０】
　（封止部材８の作製）
　封止部材１の作製において、Ｂを用いず、Ａのみを用いて膜厚５μｍの均一層を形成し
て封止部材８を作製した。
【０１３１】
　（封止部材９の作製）
　封止部材９の作製において、ＡをＢに代えた以外は同様にして封止部材９を作製した。
【０１３２】
　《有機ＥＬパネルの作製》
　（有機ＥＬパネル１の作製）
　有機ＥＬ素子１を、大気に接触させることなくグローブボックスへ移し、有機ＥＬ素子
１との貼合面側に、封止部材１を密着して貼り合せた。なお貼合わせは１×１０－２Ｐａ
の減圧環境下、押圧力０．１ＭＰａで１００℃、６０秒間圧着し、さらにＰＥＴフィルム
側より主波長３６５ｎｍの紫外線を照射（１００ｍＷ／ｃｍ２で６０ｓｅｃ）、硬化処理
し、密着封止して有機ＥＬパネル１を作製した。
【０１３３】
　（有機ＥＬパネル２～９の作製）
　有機ＥＬパネル１の作製において、封止部材１を表１のように代えた以外は同様にして
有機ＥＬパネル２～９を作製した。
【０１３４】
　《有機ＥＬパネルの評価》
　作製した有機ＥＬパネルについて、ダークスポット（スポット状の非発光部）の発生割
合を下記試験法で試験し、下記評価ランクに従って評価した。
【０１３５】
　（ダークスポット試験法）
　有機ＥＬパネルを、直径１００ｍｍの円柱に発光面を外側にして巻きつけて固定し、６
０℃９０％ＲＨの環境条件に保存した。有機ＥＬパネル作製直後と保存後３００時間経過
後にパネルを点灯し、それぞれのダークスポット（スポット状の非発光部）面積の発生割
合を観察した。なお、パネルの点灯は定電圧電源を用いて有機ＥＬ素子の１ドットに直流
５Ｖを印加した。
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【０１３６】
　◎：ダークスポット発生率０％（ダークスポットの発生が全くない）
　○：ダークスポット発生率１％以上５％未満
　△：ダークスポット発生率５％以上１０％未満
　×：ダークスポット発生率１０％以上
　評価の結果を表１に示す。
【０１３７】
【表１】

【０１３８】
　表より、本発明の有機ＥＬパネルは、湾曲状態で高湿度下に保存しても安定して長寿命
が得られることが分かる。
【符号の説明】
【０１３９】
　１　基板
　２　第１電極
　３　正孔輸送層
　４　発光層
　５　電子注入層
　６　第２電極
　７　ガスバリア層
　８　接着剤層
　８－１　構成物Ａ
　８－２　構成物Ｂ
　９　封止部材
　１０　有機ＥＬパネル
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